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Abstract (en)
Positive-or negative-working radiation-sensitive mixture contains a carbon black pigment (I) with a primary particle size < 80 nm as infra-red (IR)-
absorbing component. This is pre-dispersed in a polymer (II) containing acid units with a pKa value < 13. Also claimed are: (i) recording material
with a substrate and a radiation-sensitive layer of this mixture; and (ii) a method of making a printing plate. Preferably (I) has a BET surface area
NOTLESS 30 m<2>/g and a pH < 7 in aqueous dispersion. The average primary particle size is < 60, especially < 30 nm. PREFERRED POLYMER
- In (II), the acid units have an acid proton linked to a hetero-atom and especially have amino (-NH2), imino (-NH-), phenolic hydroxyl (-OH) or
carboxyl (-COOH) groups. (II) contains NOTLESS 1, especially NOTLESS 1.5 mmole acid groups/g

Abstract (de)
Gegenstand der Erfindung ist ein positiv oder negativ arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch und ein damit hergestelltes
Aufzeichnungsmaterial mit einem Träger und einer Schicht aus diesem Gemisch. Das Gemisch ist dadurch gekennzeichnet, dass es als IR-
absorbierende Komponente ein Rußpigment mit einer Primärteilchengröße von weniger als 80 nm umfasst, wobei das Rußpigment vordispergiert
ist in einem Polymer, das acide Einheiten mit einem pKS-Wert von kleiner als 13 enthält. Die strahlungsempfindliche Komponente ist bevorzugt ein
Ester aus einer 1,2-Naphthochinon-2-diazid-4- oder -5-sulfonsäure und einer Verbindung mit mindestens einer, bevorzugt 3 bis 6, phenolischen
Hydroxygruppe(n). Das Aufzeichnungsmaterial lässt sich nach der bildmäßigen Bestrahlung problemlos mit einer wässrig-alkalischen Lösung
entwickeln, ohne dass dabei Reste der Schicht in den löslich gewordenen bzw. löslich gebliebenen Bereichen zurückbleiben.
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